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1 BEXRAERK, WWEKELERLY M. FH, ASML XA\ 5RTHMRAHH
2 o F 4 BURAREE A T TWINSCAN NXT:2000i BJS 42 3 i #9728 X B2 .

O F2FEFAREEEH “RTFHER”, LEHOAAMERLE ALD. Epi. HAREE
ARIEFT ZHOFRHBOR, A3 bZIM. ALD 5% Epi K& & low-k iTARK &
EUV A ZRPEALA ZRE&ZE B o g4, 1) Lzld: EUV F= 20001 L Lz
EXBZIMZIR, 2) ALD % & AR Al #T3E4K. TIAIC #23h %465 F 4.0eV 4
4 B4 ALD 84, 3) Epi k& B&MFEAMNA TARSE, RS, 24
RS LA 0GRS, 4) RIEE: MR FHKT 33, 2 BLXNE
BH>FT 11, SEE T 25nm 495 B T4 low-k iARiEE. 5) EUV L ERY
JE R R
RRANE FEEFESTH, T HREHARFH, KT H T 25 LM
KFFIRZEGE LI £, oabFFihegh a2 R #rm: RIMERFRY B L
B P AFEH A (ASML), 2021 55 A& AR AR & B 2R T7% 0. %
s FF1R (ASM) Aok ALD K& kA=A 69988 &3], 2020 F
ALD. $MEX &4 IRT b F 55%. 15%, JA4& low-k AKX &L FAR Ll

QO BARRFEY FAKE, HAEHHXEEE F WAk
A3 ASML ‘B M, 1980Di %At DCO A F% F 1.6nm, it R LA F A
#) DCOE/ N T5 T 1.5nm, BLRBETEHLE. il HSm 2 7 ALz
AER B — R, RraE R RAEIARY 5, SRR ZHAE M, TRB)E B A5 R
T et 4lA22E 2 69 20001 A EUV %4, E A ARFABEY L2449 1980Di &
ZM. ALD K&/ 45nm BOA TR 2, 22/ TREGEZEIERAR=
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A, R IMIRE Fo ik 35 A B B i 6y XAE T LR, ALD A Epi ¥4
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FRIE.
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ARIE ASMI, 2020 FA3KF-FIRIME R & T3 8L £, TR 2025 FH3E K £
15-18 102 L. HATFFHINERE T L2 dm A4 ASMI Fo38]) bk,
Rk F ). PG LERRHK, b aEA T ESE T L EEHARTIE
#, B&SFMRMEA KRB ARG ), TAKOIELGAE, S, BILE
(SiC). &AL (GaN). BpL4® (InP) %, R4 %13 12 HTRELE
2. PN E BRI Epi R &HTR, ABEEP kitblR b T8 E
K.

QO REED FZRRPBRICT B, BARKEEY ZLE, BA T#HBEFR
THEA Bk, ARFEAFFREETL, R, F2ERBREEE R
&, EFHAXEEE Sk R, EEABRFHRFHR (ALD). Jbir44)
(ALD. Epi). 3#&##3 (ALD). F#A 8 (Epi#L).
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A 1. 6 A 30 BT ZEAFFARE 0 & 50— FFHRRIEAE F G s 6
A 20 2023446 H 30 B, FTHANEETARABIAZRZIAUE T RZFEA] s 7
& 3: ASML kzZI#ud EUV & 2000i vA_EiZA X DUV 22| a &4 (iE: HRAFHZERIE ) e, 7
A 4: ALD T84 5 BIFO LT, M. HATEHE] e 8
A5 mFwk. FEHA. F AT E AARLEE ALD K& NG, AR ST A A RAE R IEN B, 9
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A7 Lk fF

H2E SR SRS FE LI, ALD, St
N

117 2B G FFHRREER “RTEWR, BARRFEYT LKL

W2 FFRBREEHRTER, BARBFEY EREHRm. 6 A 30 8, # LBUFM
A kit FFRIRE R 0 E RG], ERLE QR ALD. SPERE BB A
Fadd R, ARIEFTH, Fr Z2FFARIRE ) B0 A sk KA 64 6t F 5 R 4] & e B o
wifth 0T, ZAEET 2023 49 A 1 B AR, ASML MG & A a2 & T # R A 6947 2
& 0 & #)40E A F TWINSCAN NXT:2000i &z 4538 3k 092 @ X bz, &Skt T 20 A
T A HI 4269 1980Di AZIMAZ R, T 2HAEAREIZEZELT

1) ARRPBRAAEL FEE,

2) KZH: EUV = 2000i vA L2 & Kbz ik, 4R34 ASML M, NXT1980Di 5t
Z|HEG DCO 1A F%F 1.6nm, Righ BB FHEL DCO G THFT 1.5nm, FEbiEp
EE AR AE ALY T HE 1980D1 R Z IR,

3) ALD %% 34 ALD X &%k (G4 Al 7TER4R. TIAIC #2320 %45 F 4.0eV #)
o )

4) sh3E (Epi) &4&: BE&EBITHAMOMA TARKE, RIBLrE, B RIS L4
K &I IR,

5) MAREE: FHHF BT low-k WAL (MR FHIET 33. 2BEZIRESH
>5F 1:1. %E DT 25n0m).

TERAREXFH A, AdbFFRERZE R DR, BHELSHELRNE ALD. 5
3. PECVD AURASIANL. SR FFREH T LT A LA RE Kkod) —— &
(ASML) FasbdhFF4 (ASM). FI#F & A DIRAEZIMAL, 2HE—TA > EUV %
Mty ona), 2021 Fo2HRT EF 77%. SKdbF-FRA 23R ALD K& Rk Fohfi sk 09 9N 318 &
3], 2020 4 ALD. MR EAIRT & 55%. 15%, Hpuik& @48 PECVD A= X,
St dh 49 PECVD & &2 S 218 4 B3R 49 low-k JE BT AR A& 4.
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A7k EF

&1 6 A 30 B ZRAFFARd v S Fb) ——FFHRp st A RS I
i REBRBARER (RX) REBBARER (#3F)

3B00L.I EUV pellicles EUV b E4R 37

3B001.m Productieapparatuur voor EUV pellicles EUV A ERPIEA =X &
Lithografische apparatuur, als hieronder:
a. repeteerapparatuur («step and repeat» («direct step on wafer) apparatuur e
of «<step and scan> (scanner) apparatuur) voor uitrichten en belichten ten - a SR L b X R b
behoeve van het bewerken van wafers, waarbij gebruik wordt gemaakt van a i THliEd Wéﬁ ﬁi A fc?sté- ( ﬁ;_:fi- y‘ﬁivx)ééx#aémx
foto-optische of réntgenmethoden, met & of beide van de volgende &) 5 MURAF R XML E AT R, A g
eigenschappen: TR A
1. golflengte van de lichtbron korter dan 193 nm, of LR K AT 193 nm, &
2. golflengte van de lichtbron gelijk aan of groter dan 193 nm: 2. B EKEFTHRAT 193 nm:
a. in staat om patronen te produceren met een minimum resolvable feature g 445 %)% % /N 5T - #4542 R <H (MRF) % 45nm 3, 2./ 44 B
size> (MRF) van 45 nm of minder; en % Ao

3BO0Lf 4 b. een maximale «dedicated chuck overlay, (DCO) waarde kleiner dan of bk tmAF4EE (DCOWANTHETF 1.50nm.
gelijk aan 1.50 nm. o
Technische noot: M o
1. De «minimum resolvable feature size> (MRF) wordt berekend volgens de 1.3 /N T 2 #4542 R (MRF)AR4E A T Xt
volgende formule: MRF=((vA %4 K A 4564 R K) x (K 3 40))/= K4EIL

WREL (golflengte van de lichtbron in nm) x (K factor) 7
maximale numerieke apertuur ¥, K 24£=0.25

waarbij de K-factor = 0,25 (MRF) %R Fo9%,
(MRF) is zelfde ais resolutie. - . 2.DC0 AR —tal & s fedy B Laf 47 B %A SR E A %
2. DCO is de mate van accuraatheid van uitlijning van een nieuw patroon op AL
een bestaand patroon belicht op een wafer door hetzelfde lithografische ! e
systeem.
Apparatuur voor atomaire-lagen-afzetting (ALD) van ‘uittreearbeid” metalen
a. met alle van de volgende eigenschappen: AR A Bt BT B (ALD) &4
1. Meer dan &n metaalbron waarvan & is ontwikkeld voor een aluminium g, B &L T B4 44
(Al) uitgangsstof («precuson); en 1. SH4BR, H—Fe kL4 (Al) IRk, A=
2. Uitgangsstofvat ontworpen voor temperaturen hoger dan 45 <C; en 2. RMA RSB X TRBEST 45 ° C;, A

3B001.d.12 Sbggav;grggéxgg;:&eetgpg van ‘uittreearbeid’ metalen met alle van de b. %1/ FIARS B, B EoAT A4
1. Afzetting van titanium aluminium carbide (TIAIC); en L 7?“%%#%%@% (TIAIC) 5 A=
2. De mogelijkheid tot een ‘uittreearbeid’ hoger dan 4.0eV. 2. HRHTHES T 4.08V S92
Technische noot: BB
1. ‘uittreearbeid metaal’ is een materiaal dat de drempelspanning van een 1. 3554 &2 A% SARE BIME R E 6944,
transistor reguleert.
Apparatuur ontworpen voor epitaxiale groei van silicium (Si), koolstof-
gedoteerd silicium, siliciumgermanium (SiGe), of koolstof-gedoteerd SiGe  ji F4[ 3t A ¥t (Si) . #kI5Jest, AE4% (SiGe) KL
a. met alle van de volgende eigenschappen: 2 SiGe #i%%&
1. Meerdere kamers en middelen voor hoog-vacuim (minder dan of gelijk A B& VLT HA H b

3B001.a4 2an 0.01 Pa) of een inerte atmosfeer (water en zuurstof partieeldruk minder LELE SRz Bhs s (NFRET 0.0LPa) Kbk

dan 0.01 Pa) te handhaven tussen processtappen;

2. Tenminste é&n voorbehandelingskamer ontworpen voor
oppervlaktevoorbereidingen bedoeld om de oppervlakte van wafers te
reinigen; en

3. Epitaxiale afzettingswerktemperatuur van 685 <C of lager.

Apparatuur ontworpen voor het middels void-vrije-plasma versterkt afzetten
van een laag diéektricum met lage-x zonder leegtes in ruimten van minder

3B001.d.19 dan 25 nm breed met een diepte/hoogte verhouding («aspect ratio, AR»)

3D007

3E005

gelijk aan of groter dan 1:1 tussen metalen lijnen met een diéektrische
constante lager dan 3.3

WA (KRFRAIHSENT 0.01Pa) 9 EANEFEE;
2. 2V —AhMLERRTNE, ATHEGEAD; F
3. HMERARIRE S 685CH AT,

B FAEMNGFEHIKT 3.3 694 BEZ A eREL GEZ L
(AR) FFH AT 1:1 49/ F 25nm T84 =1 + AR £
E R B FIRIEIRG Low K AT 49354

Programmatuur speciaal ontworpen voor de ontwikkeling, de productie of het/l T/ & & = XM K44+ % & (3BOOL.I.

gebruik van de apparatuur die is vermeld in deze regeling onder post
3B001.1, 3B001.m, 3B001.f.4, 3B001.d.12, 3B001.a.4 of 3B001.d.19.

Technologie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, productie of het
gebruik van apparatuur, vermeld in deze regeling onder post 3B001.1,
3B001.m, 3B001.f.4, 3B001.d.12, 3B001.a.4 of 3B001.d.19.

3B001.m. 3B001.f.4. 3B001.d.12. 3B00l.a.4
3B001.d.19) #9444,

B FRE. &SR AEH P i54& (3BOOL.I.
3B001.m. 3B001.f.4. 3B001.d.12. 3B00l.a.4 3
3B001.d.19) #9523 K,

FALRR: TLBUFER, HHEAFALI (RN QT LBUFE 7 LI, RIAMT LiE, SFH5AF 59805F, THEAHFLR)

1.2 ASML R EFIFEZ AL LK,

KABFATERER

ASML AT #RE X AZ A EUV BT EHEE, ALzl o R4, M
Hon kA, FEH) AT 2 BT M, FRADTE R4EE. EUV AZIMF SR
Bk o B, R4 20000 vh B2 & XL2IME A TRt w42. 1980Di vA TR 54
RAIME B RZ IR, Bok AR AT BB RAEIAZ, B A RRIFEY kg,
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2023 46 A 30 B, BT oS R AR BIFL L2 AL 1 R k)

regulations announcement ( &X ) A TFHLZBUTE o B HEMNEW E (F1F)
Today the Dutch government has published the new regulations " . ) ) i . . .
regarding export controls of semiconductor equipment. As SR, M EZBUREAR T R THF k& d 0 g s e e. Eod

announced earlier in March, the new export controls focus on  #F 3 A &4 &9R4E, a9k v &6 F LA EG R HE KK E,
advanced chip manufacturing technology, including the most IR W ABRFZ R RG] B Y.

advanced deposition and immersion lithography systems.

Due to these export control regulations, ASML will need to apply

for export licenses with the Dutch government for all shipments g 4z 3% s s 0 4 43580, A F R B 692% X DUV %2l 4 %

of its most advanced immersion DUV lithography systems . ; b5 e b 282 X Sk 5 SN r g
(TWINSCAN NXT:2000i and subsequent immersion systems). A(STI\\;Ile ';LSHS;AN@'% Lig?;%g’ff:éﬁjﬁa Ajﬁj;f%if:;?%%;
The Dutch government will determine whether to grant or deny \ :"ﬁ =T o T"J{__ Té P
the required export licenses and provide further details to the 1 S ABLLATE 69 B IFTHE, Jhe) o a] RAGE — % LiF tmdy et
company on any conditions that apply.

As a reminder, sales of ASML’s EUV systems have already
been restricted.

Shipments of other ASML systems are not controlled by the -
Dutch government.

ASML will continue to comply with applicable export regulations, ASML 4k 4 i 5 1€ /) 49
including Dutch, EU and US regulations. Ao

The new Dutch export control regulations will come into effect 0Nz 4o 2% 2 o o A8 51 4% F 2023 £ 9 A 1 B A 3. ASML TrLA

September 1, 2023. ASML can start submitting export license M g s aE A T iR 2 o pr R iR
applications before that date. The Dutch government will grant %H ’ﬁj‘m ?H“'kii RAT P LBARRERRALER
1B I RAELE X B B I,

or deny these applications on a case-by-case basis.

Based on today’s announcement, we confirm that we do not
expect these measures to have a material impact on our ARAEA R 4G4, 8] BRIAIR 136 R AT/ 8] £ 2023 T
financial outlook that we published for 2023 or for our longer- W 4-& 2 R4 2022 5F 11 A 93 FH B PG RGBT RZ
term scenarios as communicated during our Investor Day in LFELEF R,

November 2022.

In this regard, it is important to consider that the additional Dutch . .- e 30 P 2| 4 3

export controls only pertain to the TWINSCAN NXT:2000i and Eﬁﬁs‘i ﬁx%iiéiﬁii;ﬁiggfg € ﬁgﬁ;m T
subsequent immersion systems. UL b | 25 S R e .
In addition, ASML’s longer-term scenarios are primarily based JeAl, ASML 49 KR 5 3 B0 FARSMME KRB RALE, @
on global secular demand and technology trends, rather than on R Sk E AR IR =T - B

detailed location assumptions. SRR

{8432 F 692, ASML # EUV & %48 & a0 2 % B 1R,

H A ASML % %t b 38 R o 2 T4 4.
HOEHL, QL. RARERGE

FH kB ASML ER, HREAFLA (BILRORE ASML, E1E30AL T, THAEWEFWRE)

<, A,

%3:  ASML Rz EUV & 2000i vA_Eiz& X DUV 23| d v &4 (2 HRATITZEHNE)

TWINSCAN NXE:3600D DUV 13.5 13 0.33 160
EUV TWINSCAN NXE:3400C DUV 13.5 13 0.33 170
TWINSCAN NXT:2050i ArF 193 38 1.35 295
2 AKX DUV TWINSCAN NXT:2000i ArF 193 38 1.35 275
TWINSCAN NXT:1980Di ArF 193 38 1.35 275
TWINSCAN NXT:1470 ArF 193 57 0.93 300
TWINSCAN XT:1460K ArF 193 65 0.93 205
TWINSCAN XT:1060K KrF 248 80 0.93 205
X DUV TWINSCAN NXT:870 KrF 248 110 0.8 330
TWINSCAN XT:860N KrF 248 110 0.8 260
TWINSCAN XT:860M KrF 248 110 0.8 240
TWINSCAN XT:400L i-line 365 350 0.65 230

Tk kB ASML EW, #&IEAHR P

http://www.stocke.com.cn 711 4ok BB E X2 5 89 fo T k3o



@ M F it SS 474 3T

ZHESHANG SECURITIES

2 ALD &% T4 AL, BEMFHR. BRI, i)

ALD : 22 A FH @R, £45nmBAFTEAS 2. RFELR (ALD) 2—
IR AADAR, BT AADFTIRAR AR A RAEBAR N F H AR AR £ R f 7
RIENE, BA BRI ZEH M. B O, HHEs FHHE. 485 PVD A= CVD, ALD #
BOARTFEFE (£ 0.1nm) AR EHATEBIRAR, SR FREBEEIFVAR =%, £
2 IR GE P 45 M) B e M AR

k4: ALD TZE4E: RIFOHZFEMM. HHH. HHIEH

ALD T2 654 £, ALD #4k%: ALD # B %
A 8 e R A (IR R RBIRHA X ) « REA
PELTY-E UL = A EATEY UV NI P At i
B BLBE PR BOERAILEIG AL I RIRE PR B SRR R
(B H AR A % B -400 /& ) BRI E ALD £ HARA

BTN RAL BRI, TR B TR R RS 2SO, HHARLR; RAE
iAo B AL Hl, ESREEHAHE S MK R ELEH (4o H)

= A G = % (4oABS
B A ALD & 2 ®& 2 EEM, BEBBE, FHETAMN Eﬁéﬁmﬂ%%NDmﬂﬁz(&ﬁ%

IR L KA TR F B 4 dh b
AFRHAERTE

FHRR: CRFERRBA: BILLFRY, #EEATLA
E = ALD H# AR RAMATH, %5, &4, SR TFA LI, 2022 54K B ALD %
BB FRERE 2%, &TFHREKE, BFERE 2T T,

WK ALDREAR), REFBIEITEENFHEE K. A5 oA A HIO2.
ZrO2. La203. TiO2. AI203. AIN. TiN #F ZAP4EEAH, BEERX. Z AKX, EN
TALD. PEALD AKX LZ XA AF £, AZH. Ak FHAZT. LEWFFHRARIIT
FHEITH. NF AN Y FAEHE 28nm F & EEI high-k TE F A A egNE. &8
AR FZHFHNITESEK, 2023 55 MmE 4 A 24 B, HFHRITEFFIREELR
241270, BE 4 A RNEFFIKREFITEY 51T, A 2022 FFFHRZEKN 047 12
T 1142,

FEHFHL: PEALD # &M, BARIES) TALD BiE. HRIE3E) 22 F44R, PE-ALD
(PF-300T Astra) = da £ IH B P st A 7R = L ALEE, PE-ALD (NF-300H Astra) /&
=k 4bEe4EF . Thermal-ALD ( PF-300T Altair. TS-300 Altair ) % & &% RAL, HERE
TREVE P sk BATIRE, TRALAR AIRO3 F4 BAibo M ibE.

F 4] ARz ALD & & 02 TRAL, SR mATFEA4B. £ ALD L&A,
b7y %44 B TALD. PEALD, &sa7 A THEREHE. FFIREBH., hEFFIR, AL
WA L%, Lt E R FAR.
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A5 AR, deRAHL AL AR E AR ALD K& E]), SAT SR TR Ak R R IR R

A =R A S HERR St LR AR, 7= AR H- B
HA-RFH (High-k) MaE. MIM & 5%
iTomic Hik % 7] TALD W% B, TSV ELERE. &RANYEE B8, Atk LK FLRipA
BLEER
iTomi —R 4 T E, &8 FABEE 4. Micro-OLED. :
|Tom5: MW Rk A »’:&:L?_ 25 ‘)#)12 jia ‘ ::)ﬂ fﬁkaﬂszr A%, Micro-OLED i
I (#HEX) 1% BEZRG. FRERZOX4ELE MEMS
iTomic Lite £%! ALDL@IADL&) HR 6. 8 ETH RIS ERAR MEMS. s %4 P LA EE
H &AL, RALEE. REMLESFHIE 4
iTomic PEALD PELAD &, REFZNMHBE M. RS, # T, G485, LutHE Tl
$A2, ABMBEBEERSF I ER.
PF-300T Astra PELAD Si02. SiN # féﬁéﬁ JRlE AR RS 7= Ak Ab )
% (TSV)
o &NF-SOOH Astra PELAD SiO3. SiN &t Sk 54ik FEAbAvISE
PF-300T Altair TALD Al203 % % #4 B AL o4 TG A iF 4 7 A ALIRE
TS-300 Altair TALD Al204 5 % A4 B b4 i A AT = 7= W ARIE

Bt HAAE CCP & 3 TIRALIRABLE 45 % 0978 o esks. FFIRE.
PEALD MR, W8 B TFAAT KB GIRG K, HRFFKR, ML R —
FIT TR ERE AR BT IR, %, hitHEE
HRFERR, R TFHEFE. by oo FEREI
° %, b4 R
E B ARG F K, BT RREHE FR BT, FFIREBE.
JE. ERATFHEHT . DAL MAEE  HERFFIR, AR F —
. Y. SeHE

Polaris PE % 7|
PE-ALD

b7 %4 Polaris A % %) ALD TALD

Promi+# 7| F 3 PEALD.
ALD TALD

FHERIB: BNE) N, HRIEAFRT
3 7%%‘%‘(‘%‘ 7‘%3&7‘:\5}% %l]ﬁ%%ig;%, #ﬁf{-jhﬁiﬁﬁd‘ ‘:F'/ﬁ'k/A\éJ

MEIR AR S B G R I RAEIREZ —, ASMI TRt 2025 43K T3 15-18 10 £ 7.
SN3E (Epi) AIUAR G A4 0 s K SRR e 1842, RBHE ShARE Ao A7k 2 v B dh [B) )i
BRI EHR, SMER—F R TR AIEF SRR BN TE, ZENTFFRE
Preg b ab B 2, ARSME TV T A TS A B R @) A, DAEF ARG B hE
SAR A A IRE . ARIE ASMI, 2020 A 3RF FIRIELR & T 8L E T, Tt
2025 F53E K 2 15-18 1L £ 7.

F Rl FEIMELLRERATES, BE&ESHIIEALERBRE S, L4
#] 2010 B AHIMEE GG L TAE, B AT LAA 20 Ak EZ A sMERE, Ritd it
1000 A2, Sz B FEREHE. HERMH. M. FRFFRFHR. 1) HHEE
F&E, TAKOIEESE, as. A (SIC). R4 (GaN). B4R (InP) %,
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T Si
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4 8
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%
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(SiC Epi) %%

v
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B AT,
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ZHESHANG SECURITIES

FRIFLHANA

VARE B 6 6 AN AW, RSB T PR 300 454069 Ik tE A AR, R X
1.3 N @ AESTF PR 300 $540K I + 20 % vA E;

238 # : AsEF PR 300 454K+ 10% ~ +20%;

3.9 M AR T PR 300 45 HERIL - 10% ~ + 10 % Z 8] K 3h;

4.8, HF o AsFF PR 300 454K I - 10% AT,

AT AR FR A

VIRE B EH 6 AW, ATAL3RHARAS TP IR 300 $540a9 ikekta A4, X T

1A 4 : 47k3gdcAast TP IR 300 4550 & 0 + 10%04 E;

2.9 Moo ATAk3EAARRT TP IR 300 455K I - 10% ~ + 10%0A L

3A K ATARFREORRT TP IR 300 FEEEI - 10% A T

BN EWRBEE, TEHEAFRAM KA R 6937 BARE BT RATE . RATRA AR I PRI F, AT A 0948t 10
x,
BB BFH EARE R BIEF R EETAAIANGERFHIL, S eE MR s 24 R BE. &%
T JLAIAIAR G 42 TR B R AR B 4516

BB AN R T

AR B IR EA DA PR E) (SR E&F BiE R AR IR AR T EH) L 5 T4, KB HFTIES S H: 239833000 )

HIME. AREF 0915 EHRIR T RAVAA T 5 69 ST Fo-, AL HIEAF MDA R3] BRI (VAT GefeAn
8]7) AbiX HeAT B A S AR T M AT IRIE, & TARIEFT 40915 S IR A AT R B, KNF) K

H R B 1E O A DR IR FT A Bl HEAT 237 09 L 5.

AR B P AL ZA . A3 R B ERANKE) RRE AL A RS HRE P .

AR R AR A& 69 1 B B 69 S Fe b B, EAEFTHEILT, ARE 6915 8 RAT R 69 & I3 RM RSHEFT A9 4%
T, BFH L ARE T 6912 & E LTI 2745, FRERNE L ANETE . MHERAFFLER. &

AR RAAL ) AIRE T R — )6 By AN E) BRI XA R 34 TARIDALAT A TAE.

AN E) 4 R YA AB M E WA LT RIS R R A AT A . KA RE a7 immu kR P oL kS AREEZL

BIEX I — )T 53 /KRGS . A8 A B & LB E DG IRE TR M H BT EH 6 XS, AN 8%
EIENG] L B BIITAB AL W S0 T AR A 5 AR E ) E LR IR — BRIk AL

AIRERARIG VKNG FTA, RZANE TR BB, ETHMRAAARFTUETH XL LA, HEARE0 L

XA NS, ZEAFIR. HEAREREHEY, B L EWPARELAAFLA B, FRFEH ARE 6.
ZEBRIALERFIE. HLARREG, B LRIADE 6 R ETE, A8 REG & 238 R E T E A RA,

B E AT R PR

LA BB 729 SIERR AR B 1 T 25 E
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EIpeht: T RAERI| TAAERX ek 33 &
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